
撥水性のフォトレジスト材を製膜した基板に対して、フォトマスクを介して光照射を行うことにより微細かつ選択
的に表面の性質を変えることができる。その応用として導電性の金属ナノ粒子インクの選択的塗布が知られている。

この技術には一般的に以下の問題点が指摘されている。
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・光源にしばしば短波長UV（< 254 nm) を使うため、露光条件が真空あるいは窒素下である必要がある。
・フォトレジストに撥水性を持たせるためにフッ素系の材料を用いることからコストが掛かり、かつ厳しい管理が必要。
・線幅の制御が難しい。
など

インクの選択的塗布

・光分解後に所望の官能基を基板に残すことができ、表面の性質を自在に変えることができる。
・短波長UVではなく、i線（波長365 nm）で分解できるので大気下で露光できる。
・フッ素系材料を必要としない。
・容易に高い転写性が得られる。
・ガラスや透明なプラスチックに対する背面からの露光も可能。
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光分解性基として知られており様々な官能基の保護基
として利用される。近紫外光で分解可能。

ホスホン酸

ホスホン酸を含む溶液中に基板（特に金属酸化物基板）を浸漬
させることで自己組織化単分子膜（SAM）を形成することが
できる。浸漬溶媒は一般的に
エタノールなどの極性溶媒が
使われることが多い。

近紫外照射によって有機官能基が生じるレジスト材料と金属ナノ粒子との
化学吸着を利用したパターニング技術を提案

これらの解決法として

化学吸着

撥水
親水
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技術 Solution

想定される用途 参考文献・特許

当研究室で合成した光応答性ホスホン酸誘導体
Synthesized photosensitive phosphonic acids

SAMの調製と光照射
Preparation of SAM and  UV-irradiation

金ナノインクの選択的塗布
Selective deposition of Au nano-particulate ink

・得られたパターンはマイナスの電荷をもつAuナノ粒子
の界面活性剤とアミノ基との化学吸着によるものだと考
えられる。このことから、高い撥水性を与えるフッ素系
の材料を用いなくてもパターンニングができる。
・線幅も非常に制御されており、5μm程度までのパター
ニングが可能である。

金ナノ粒子インク
水溶性 , 固形分25 w%
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・ 様々な材料への表面修飾剤としての利用

・ 金属ナノ粒子インクの選択的塗布

・ 有機TFTなどエレクトロニクス材料でのパターニング

・ ミクロな領域の接着剤としの利用

光照射箇所の選択的修飾
Site-selective modification of irradiated area

SEM画像

光分解性の評価
Characterization

イオン相互作用による蛍光微粒子の吸着

Line ＆ Space Dot KU

蛍光分子との共有結合

所望の官能基を基板に導入することが可能。材料を組み合わせることも可

近紫外光（365 nm）及び大気下の露光によって光分解を確認

フッ素系材料を使用せず、線幅が制御されたパターンが得られる


